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摘要(译)

提供了一种能够在小孔成像系统中使用的聚焦超声（“FUS”）系统，例如
小孔磁共振成像（“MRI”）系统.FUS系统通常包括超声换能器，其位置由
a调节。定位系统。定位系统的尺寸适合安装在小孔成像系统的孔内。例
如，定位系统可以安装在150毫米或更小的直径内。
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